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Plazmotron indukcyjny

Przedmiotem wynalazku jest plazmotron induk¬
cyjny wielkiej częstotliwości, zwany w skrócie
plazmotronem indukcyjnym. Plazmotron indukcyj¬
ny jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym
do obróbki cieplnej materiałów w plazmie gazo¬
wej o temperaturze 5000^1Q000oC i znajduje za¬
stosowanie w procesach z zakresu metalurgii i syn¬
tezy chemicznej.

Zasadniczym i jednocześnie szczególnie trudnym
problemem, występującym w konstrukcji plazmo¬
tronu indukcyjnego jest ochrona termiczna jego
komory roboczej. Aby uniknąć efektu ekranowa¬
nia pola elektromagnetycznego, wytwarzanego
przez wzbudnik, komora musi być wykonana ż
materiału, nieprzewodzącego elektrycznie i najczęś¬
ciej wykonywana jest z kwarcu.

Utrzymanie temperatury ścianki kwarcowej po¬
niżej temperatury niszczącej, wymaga oddzielenia
najgorętszej strefy wyładowania plazmowego od
ścianek komory, co w znanych konstrukcjach plaz-
matronów indukcyjnych uzyskuje się przez zasto¬
sowanie wirowego przepływu gazu w komorze ro¬
boczej. Dodatkową poprawę warunków pracy ko¬
mory otrzymuje się stosując chłodzenie sztuczne
jej ścianek, przy czym jako medium chłodzące uży¬
wane są gaz lub woda.

Znane plazmotrony indukcyjne wykazują jednak
niedogodności, które wynikają z zastosowanych w
nich rozwiązaniach konstrukcyjnych, mających na
celu wytworzenie wiru gazowego w komorze robo-
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czej plazmotronu. W znanych konstrukcjach wiro¬
wy przepływ gazu uzyskuje się przez wykonanie
w głowicy plazmotronu jednego lub kilku kana¬
lików, wprowadzających gaz stycznie do obwodu
wewnętrznego rury kwarcowej, stanowiącej ko¬
morę roboczą. Innym stosowanym rozwiązaniem
jest osadzenie w głowicy jednej lub kilku rurek
metalowych, zakończonych dyszkami lub wprowa¬
dzenie poprzez głowicę do komory roboczej plaz¬
motronu rurowego kolektora gazu, zakończonego
podobnym układem dyszek; w obu przypadkach
dyszki doprowadzają gaz i są ukierunkowane w
ten sposób, że zapewniają powstanie wiru gazo¬
wego w komorze roboczej.

Wadą omówionych wyżej systemów są ograni¬
czone możliwości regulacji parametrów przepływo¬
wych plazmotronu co spowodowane jest stałą iloś¬
cią i stałym przekrojem kanalików lu'b dyszek,
doprowadzających gaz. Brak łatwej regulacji jest
szczególnie niekorzystny w przypadkach, kiedy
użytkowanie plazmotronu wymaga stosowania róż¬
nych gazów i różnych natężeń przepływu gazu.
Poważną niedogodnością jest również znaczne
skomplikowanie budowy głowicy plazmotronu, ja¬
kie ma miejsce w przypadku, kiedy system zawi-
rowywacza gazu polega na wprowadzeniu do ko¬
mory gazowej układu dyszek.

Celem wynalazku jest zbudowanie takiego plaz¬
motronu indukcyjnego, który byłby pozbawiony
wyżej wymienionych niedogodności. Cel ten osiąg-
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nięto przez opracowanie plazmotronu, w którym
jego komora gazowa wyposażona jest w pierście¬
niową wkładkę osadzoną w głowicy i dociskaną
odejmowaną płytką, przy czym .pomiędzy głowicą,
odejmowaną płytką i pierścieniową wkładką utwo¬
rzony zostaje w ten sposób kolektor dla dopro¬
wadzanego gazai roboczego, łączący się z komorą
gazową poprzez kanaliki wkładki. Pierścieniowa,
wkładka, o której mowa wyżej stanowi tzw. za-
wirowywacz gazu i jest elementem wymiennym,
posiadającym zmienną ilość i zmienny przekrój
kanalików, doprowadzających gaz do komory ga¬
zowej plazmotronu.

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przy¬
kładzie wykonania przedstawionym na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia przekrój podłużny
plazmotronu, fig, 2 — widok z góry plazmotronu
z wykrojami w płaszczyźnie A^A, a fig. 3 i 4 -
odpowiednio przekrój poprzeczny i widok z góry
pierścieniowej wkładki, stanowiącej zawirowywacz
gazu.

Plazmotron składa się z trzech zasadniczych częś¬
ci: metalowej głowicy 6, komory kwarcowej sta¬
nowiącej komorę roboczą 2 i wzbudnika 1, dołą¬
czonego do zacisków generatora zasilającego, wiel¬
kiej częstotliwości.

Gaz roboczy doprowadzany jest końcówką 11
do kolektora gazu 9, skąd kanalikami 21 w pier¬
ścieniowej wkładce 8 jest wprowadzany do krót¬
kiej komory gazowej 18 a następnie do komory
roboczej 2. Gaz jest wprowadzany stycznie do ob¬
wodu ścianki komory w płaszczyźnie prostopadłej
do osi plazmotronu. Powierzchnie górna i dolna
stożkowa wkładki 8 są uszczelnione przez dociśnię¬
cie do dotartych .powierzchni głowicy 6 i płytki do¬
ciskowej 10. Kolektor gazu jest uszczelniony za po¬
mocą uszczelki gumowej 17.

Woda do chłodzenia głowicy 6 i komory robo¬
czej 2 jest doprowadzana końcówką 12 do pozio¬
mego kanału 16 w głowicy, skąd końcówką 14
i elastycznym połączeniem 13 jest wprowadzana
do wewnętrznego płaszcza komory kwarcowej 2.
Omywając komorę woda przepływa następnie
do płaszcza zewnętrznego, skąd elastycznym
połączeniem 3 i końcówką 5 dostaje się do
drugiego poziomego kanału 7 w głowicy, z którego
jest odprowadzana na zewnątrz końcówką 20. Ko¬
mora robocza 2 jest umocowana i uszczelniona
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w głowicy 6 za pomocą uszczelki azbestowej 15,
dociskanej nakrętką 4. Sproszkowany materiał
poddawany obróbce cieplnej w plazmie/ doprowa-

~ -dzany jest metalową Jkopilarą 19, chłodzoną wodą.
5 Konstrukcję wkładki 8, spełniającej rolę za-

wirówywacza gazu przedstawiają fig. 3 i fig. 4.
Stanowi J4 pierścień metalowy z wytfrezowanymi
kanalikami 21, wprowadzającymi gaz stycznie do
obwodu wewnętrznej powierzchni walcowej

10 pierścienia.
Dla uruchomienia plazmotronu należy dokonać

lego zapłonu, co wymaga uprzedniego włączenia
obiegu wody chłodzącej, doprowadzenia gazu do
komory roboczej, oraz włączenia napięcia na

15 wzbudnik. Operację zapłonu przeprowadza się na
argonie używając do tego celu pomocniczej elek¬
trody zapłonowej, wprowadzanej na krótki prze¬
ciąg czasu, potrzebny do. wywołania zapłonu, do
komory roboczej. Normalną pracę plazmotronu

20 osiąga się następnie przez dobranie odpowiedniego
przepływu gazu oraz mocy zasilającej plazmotron.

Poza argonem, plazmotron może pracować rów¬
nież przy zasilaniu innymi gazami roboczymi jak
np. azotem, tlenem luib wodorem. W warunkach

25 eksploatacji umożliwia to dokonanie wyboru naj¬
korzystniejszej atmosfery ochronnej dla zamierzo¬
nego procesu obróbki cieplnej. Łatwość doboru
optymalnych warunków przepływowych zapewnia
konstrukcja głowicy i zastosowanego zawirowy-

30 wacza gazu.

Z a st rzeź en i a patentowe

1. Plazmotron indukcyjny składający się z gło-
35 wicy i umocowanej w niej kwarcowej komory ro¬

boczej chłodzonej sztucznie, znamienny tym, że
komora gazowa (18) plazmotronu zaopatrzona jest
w pierścieniową wkładkę (8) osadzoną w głowicy
(6) i dociskaną odejmowaną płytką (10), przy czym

40 pomiędzy głowicą (6), odejmowaną płytką (10) i
pierścieniową wkładką (8) utworzony jest kolektor
(9) dla doprowadzanego gazu roboczego, łączący sdę
z komorą gazową (18) poprzez kanaliki (21) wkład¬
ki (8).

2. Plazmotron indukcyjny według zastrz. 1, zna¬
mienny tym, że wkładka (8) będąc elementem wy¬
miennym posiada zmienną ilość i zmienny prze¬
krój kanalików (21).
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Fig.4

ZG „Ruch" W-wa, zam. 1136-69 nakł. 290 egz.
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